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 115................................................................................................... هدرج 165پراکندگی  صفر و زاویه

با جریان اشعه ایکس  XPMAحاصل از آنالیز  2 نمایش میزان عناصر موجود در نمونه( 23-4)شکل

1mA 50ژ و ولتاkV  117.................................................................... ثانیه 111در خلاء در مدت زمان 

با جریان اشعه ایکس  XPMAحاصل از آنالیز  9 نمایش میزان عناصر موجود در نمونه( 91-4)شکل

1mA 50ژ و ولتاkV  118.................................................................... ثانیه 111در خلاء در مدت زمان 

با جریان اشعه ایکس  XPMAحاصل از آنالیز  4 نمایش میزان عناصر موجود در نمونه( 91-4)کلش

1mA 50ژ و ولتاkV  113.................................................................... ثانیه 111در خلاء در مدت زمان 

با جریان اشعه ایکس  XPMAحاصل از آنالیز  5 نمایش میزان عناصر موجود در نمونه( 92-4)شکل

1mA 50ژ و ولتاkV  121.................................................................... ثانیه 111در خلاء در مدت زمان 

با جریان اشعه ایکس  XPMAحاصل از آنالیز  6 نمایش میزان عناصر موجود در نمونه( 99-4)شکل

1mA 50ژ و ولتاkV  121.................................................................... ثانیه 111در خلاء در مدت زمان 

 XPMA ..................122ها در آنالیز موجود در نمونه CaF2ار نمودار مربوط به میزان مقد( 94-4)شکل

 XPMA ...............122ها در آنالیز در نمونه موجود MgF2نمودار مربوط به میزان مقدار ( 95-4)شکل 

 XPMA ..............129از آنالیز ها حاصل نمونه د درموجو MgF2و   CaF2 مقایسه مقادیر( 96-4)شکل

 124........................................................................................ نمایش تست آستانه تخریب( 96-4)شکل
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 چکیده

 ه،دتهیه ش CaF2 های مختلفی ازصددر با CaF2 وMgF2 هایی با مواد قرص ٬نامهدر این پایان

 BK7لایه روی زیرBalzer  دستگاه بوسیله  PVDروش فیزیکی  ها با استفاده ازهای نازکی از آنلایه

 XRDهای از آنالیزهای بدست آمده، نمونهجهت مطالعه مورفولوژی و خواص ساختاری . دتهیه گردی

 .استفاده شد XPMAو   RBSاز تست  و برای شناسایی درصد عناصر موجود در آنها ،SEMو 

ها در طیف عبوری آنآنالیز  اده از روشهای تهیه شده با استفمطالعه و بررسی خواص اپتیکی لایه

تخریب با لیزر  آزمایش ،برای بررسی تغییرات آستانه تخریب. نانومتر انجام شد 1211تا  911محدوده 

Nd:YAG نتایج بدست آمده  .انجام گرفت (نانومتر 592) نانومتر 1164هارمونیک دوم طول موج  در

بهترین شرایط را برای استفاده در   CaF2 (21)% و MgF2 که نمونه حاصل از مخلوط دهندمینشان 

  .باشدآینه ضدبازتاب دارا می

 ٬MgF2  ،CaF2آستانه تخریب PVD٬روش لایه نشانی  ٬آینه ضدبازتاب: های کلیدیواژه
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 مقدمه

 

ای نازک از ذرات بر روی اجسام مورد نظر در یک محیط  به معنی نشاندن لایه ه نشانیلای

گیرد  پلاسمای ایجاد شده در این محیط صورت می  این عمل به واسطه. باشد نسبی میدارای خلأ 

های مختلفی  به روش لایه نشانیعمل (. های آزاد است ها و الکترون پلاسما گازی متشکل از یون)

شود از یک  می لایه نشانیای که  ماده( PVD)یزیکی بخار ف لایه نشانیدر روش . قابل انجام است

 لایه نشانیای که  ماده( CVD)بخار شیمیایی  لایه نشانیدر روش . آید جامد یا مایع به دست می

 لایه نشانیبا . آید حرارتی آن روی یک سطح داغ به دست می  ای پس از تجزیه شود از بخار ماده می

در مورد بازتاب، جذب، عبور برای اهداف معین هایی با خواص گوناگون توان آینهها میروی شیشه

 .و افزایش آستانه تخریب ساخت

تنها از  ضدبازتابمواد . بازتاب مجذوب شده است در امر به شدتجهان علمی اطراف ما  

-ها و خصوصیاتی که به آنویژگیمورد توجه نیستند بلکه آن دسته از  جنبه قدرت بالایشان در جذب

موضوع ما  برای درک این. دهد نیز از دید دانشمندان جالب و قابل بررسی استامکان را می ها این

توانیم مکانیزم تولید رنگ می. بدانیم ها را بهترهای کنترل آنها را از یک سطح و روشباید تولید رنگ

به عنوان . بندی کنیمداخل، تفرق، جذب و تابش دستهر، تانکسا های مختلف یعنی پروسهرا به دسته

-های نازک، یک حباب یا پرهای یک طاووس ناشی از پدیده تداخل میشده در فیلم مثال رنگ تولید

-پدیده شکست می ها و رنگ رنگین کمان در نتیجهرنگ آسمان نیز در اثر پدیده تفرق تابش. باشد

ها را ها داریم، شیوه کنترل آنتولید رنگ ای در زمینه پروسهبا فرض اینکه ما اطلاعات گسترده. باشد
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های دهیم تا بتوانیم خصوصیات و ویژگیبررسی قرار می به هنگام خروج از یک سطح مورد

ها را به طور که رنگ با ظهور موج اپتیکی هنگامی. گیری کنیماندازه آن سطح را ضدانعکاس

تولید  بینیم که دو پدیدهدهیم میمورد بررسی قرار می تر از نقطه نظر طول موج نوری اختصاصی

های غیر بیشتر ساختار مثلا در. سطح با یکدیگر رابطه تنگاتنگی دارند ضدانعکاسرنگ و ویژگی 

-ش نسبت به بقیه طول موج نور تابیده شده پدیدار میضدانعکاسشیء سبز در نتیجه ویژگی  متحرک

ها به جز آن بخشی که منجر به تولید رنگ ور تمام طول موجدر مقابل تابش ن شود، یعنی این شیء

یعنی پر طاووس  باشد،ها پر طاووس میمثالی دیگر از این نوع سیستم. کندشود را جذب میمی سبز

کنند رنگ سبز تولید تداخل پیدا می کند که وقتی با همهایی را منعکس میتنها آن بخش از طول موج

ها از خود خاصیت یا به عبارتی در مقابل بقیه طول موج کندها را جذب میکنند و بقیه طول موجمی

 شود در محیط اطرافهای فیزیکی نامیده میها که رنگاز این نوع رنگ .دهدنشان می ضدبازتاب

را  چنانچه ما طبیعت تولید رنگ ... .های پروانه، رنگ پوست مار وبسیار زیاد است مثل رنگ بال

شد وجود دارد و آن این  بررسی قرار دهیم یک وجه اشتراکی بین انواعی که در بالا مطرحبیشتر مورد 

باشند و یک سطح حتی نانو ساختار می صورت میکرو و یا به( سطوح رنگی)ها است که اغلب آن

سطوح صاف و صیقلی نسبت به سطوحی که زبرتر و  دانیمهمانطور که می. صاف و مسطح نیستند

ترین دلیلی که برای این پدیده طبیعی به شاید اولین واساسی. باشندتر میتند درخشانناهموارتر هس

هموار  رسد این باشد که این امر به خاطر کاهش بازتاب از سطوح ناهموار نسبت به سطوحذهن می

 که بعدها ضریب شکست تر یعنی چگالی نوری استاما این تصور نتیجه یک دلیل اصلی. باشدمی

از لحاظ سرعت نور در آن نسبت به سرعت نور در هوا توصیف  این ضریب ماده واسط را. شدنامیده 

 .کندمی

باشد، که های مختلف میبه دلیل وجود مواد مختلف با ضریب شکست  تغییر در سرعت نور هر گونه

. شودآشکارساز نوری شناخته می این امر به عنوان یک اختلال یا اغتشاش نوری برای چشم و یا هر

به عنوان مثال   .شودگاه این اختلال صفر می چنانچه مواد دارای ضریب شکست یکسانی باشند آن

خیلی قابل تشخیص نیست به دلیل هماهنگ بودن ضریب شکست  ور در آباگر یک لیوان غوطه

-بنابراین می. یابدباشد که در نتیجه بازتاب از سطح لیوان کاهش میمی لیوان با ضریب شکست آب

تر و هماهنگ (n=1) توانیم نتیجه بگیریم که هرچه ضریب شکست یک ماده با ضریب شکست هوا


